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人工設計ナノ表面構造（メタ表面）は光の操作と利用方法の拡大を可能にしている。メタ表面

はその周期長を必ずしもサブ波長に限定しないことによりメタマテリアルよりも自由度が大きく

なっている一面がある。これまでに特異な屈折を示すメタ表面［1］やメタ表面によるホログラフ

ィ［2］、蛍光強度増強の大きなメタ表面［3］、赤外光源メタ表面［4］など多彩な機能が示されて

いる。今回、完全光吸収に着目して設計、作製したメタ表面とその応用について報告する。 

図１は可視光域での完全光吸収メタ表面の設計の一例を示している。構造は金のワイヤーナノ

構造を絶縁体と平坦な金膜の上に周期的に配列した構造であり、周期長を 400 nm に固定し、空気

スリット幅 s を変えて、光吸収率を数値計算した。可視光域（1.77 eV 以上）においてもメタ表面

構造による完全吸収ピークが系統的に現れることを見出した。 
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図１（上）金属・絶縁体・金属積層メタ表

面の概念図。最上層は金ナノワイヤーの

１次元周期配列である。 

（下）光吸収スペクトルの数値計算結果。

入射光は最上層に上から照射し、入射角

θは 30°に固定した。周期長を 400 nm

とした。空気スリット幅 s を 100 nm から

200 nm まで変えて計算した。なお、各層

の厚さは t1 = t2 = 40 nm, t3 = 100 nm であ

る。 

第76回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2015 名古屋国際会議場)16a-2G-5 

© 2015年 応用物理学会 03-466


